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１．概要（Summary） 

シリコンウエハへ金属ナノ触媒を担持し、化学エッチン

グを施すことで微細孔を作製した。特に金属ナノ触媒とし

て白金を利用すると、螺旋状のナノポアが自己組織化す

ることが分かり、その形成メカニズムを明らかにした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

大面積超高速電子線描画装置、ウエハスピン洗浄装置、

レジスト塗布装置、電子線蒸着装置、レーザーダイシング

装置、エキスパンド装置、紫外線照射装置、超高分解能

電界放出型走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

比抵抗 10-20 cmの p型(100)シリコンウエハをレー

ザーダイシングにより所望のサイズへ切り出し、アセトン洗

浄、水中超音波洗浄、5% HF による自然酸化膜除去に

より洗浄した。洗浄後のシリコンを白金めっき液へ浸漬し、

置換めっきにより白金ナノ触媒を担持した。これを HF と

過酸化水素水を混合したエッチング液に浸漬し、ナノポア

を形成した。白金ナノ触媒の形状の影響を調査するため、

電子線リソグラフィを用いて所望の形状パターンを描画し、

白金の電子線蒸着によって形状制御した白金ナノ触媒を

作製した。これらの比較により、白金ナノ触媒がナノポア

形成に及ぼす影響を検討した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

置換めっき法により担持した白金ナノ触媒は半球状で

あり、サイズが不均一であった。この触媒を用いてナノポ

アを作製すると、自発的に螺旋状のナノポアを形成するこ

とが分かった（図 1）。電子線リソグラフィを用いて作製した

三角形や円形の白金ナノ触媒を用いて同様のエッチング

を行ったところ、螺旋状のナノポアが自己組織化せず（図

2）、白金ナノ粒子の形状が重要であることが分かった。 

 

 

Figure 1. (Left) Cross-sectional SEM image of a 

silicon wafer with hemispherical Pt nanocatalysts. 

(Center) Cross-sectional SEM image of a silicon 

wafer after PacEtch. Highly periodic helical 

nanopore is observed. (Right) Replica of the helical 

nanopores after oxidation of the pore wall and 

removal of silicon. Scale bars indicate 1 m.  

 

Figure 2. (Left) Triangular Pt nanocatalyst 

prepared by using E-beam lithography and E-beam 

evaporation of platinum. (Right) Top view after the 

etching with the triangular Pt nanocatalyst. Scale 

bars indicate 1 m.  
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